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Abstract 

A breathing mask comprises a base member which borders on the mask inner area, a breathing gas supply line which supplies the gas to the mask inner area, 
and a seal that seals the mask base member. The latter has an integral member which rests against the forehead. 
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© Atemmaske und Verfahren zur Herstellung derselben 

@ Eine Atemmaske zur Zufuhr eines Atemgases zu einem 
Patienten sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben. 
Die erfindungsgemafie Atemmaske umfafct einen Mas- 
kenbasiskorper, der einen Maskeninnenreum begrenzt, 
sowie einen Atemgaszuleitungsabschnitt zur Zuleitung 
von Atemgas zu dem Maskeninnenraum, wobei eine 
nachgiebige Dichtungseinrichtung vorgesehen ist, zur 
Abdichtung des Maskenbasiskorpers gegenuber der Urn- 
gebung, wobei der Maskenbasiskorper mit einem integral 
ausgebildeten Stirnauflageelement versehen ist. Weiter- 
hin wird vorgeschlagen, an der Dichtungseinrichtung ei- 
nen gelartig ausgeharteten Elastomerabschnitt vorzuse- 
hen f der mit einer Hautschicht uberzogen ist, die aus ei- 
nem Elastomermaterial gebildet ist. 
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Bcscbrcibung 

Die Erfindung betrifft eine Alemmaske zur Zufuhr eines 
Alemgases zu eincin Patienten sowie ein Vcrfahrun zur Her- 
sicllung dersclbcn. 5 

Atemmasken der eingangs genannten Art finden insbe- 
sondcre Anwendung im Bcrcicb dcr Schlafmcdizin. t)ber 
dcrartige Atemmasken kann dem Paticntcn cin Atcmgas 
Umgebungsluft unter einem vorbestimmten "Oberdruck zu- 
gefuhrt werden. Hierdurch wird auf physiologisch ver- 10 
gleichsweise gut vertragliche Weise eine pneumatische 
Schienung derobcren Atemwegc errcicht wodurch ctwaigen 
Obstruklionen in diesem Bereich auf vorteilhafte Weise vor- 
gebeugt werden kann. 

Die im Bereich der Schlafmcdizin angewandten Maskcn is 
werden bei der Behandlung eines Paticntcn im Rahmen ei- 
ner CPAP-Schlaftherapie tiigUch ca. 6 bis 8 Stunden geira- 
gen. Bei der Anwendung der bislang bekannien Masken be- 
steht bei vielen Patienten das Problem, daB die gewunschte 
Dichtwirkung dcr Maske nur unler vcrgleichsweise groBen 20 
Maskcn-Haltckraften errcicht werden kann und hierbci dcr 
Tragekomfort u. U, erhcblich beeintrachtigt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine A tern - 
maske zur Zufuhr eines Atemgases unter Uberdruck zu 
schaffen die sich durch einen hohen Tragekomfort auszeich- 25 
net und durch welche ein hoher Abdichtungsgrad auf zuver- 
lassige Weise gewahrleistet ist. 

Dicse Aufgabe wird crfindungsgemaB jewcils fur sich 
durch cine Atcmmaske mit wenigstens den in den unabhan- 
gigen Patcntanspriichcn und angegebenen Mcrkmalcn ge- 30 
lost. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich bei einer 
geringen Flachenpressung im Bereich der Gesichtskontakt- 
zone durchgangig eine innige Anlage des inneren Dich- 
lungsbereiches zu erreichen ohne daB die Gefahr besteht daB 35 
kleincre Positionsandcrungcn dcr Atcmmaske gegeniibcr 
dem Gesicht des Patienten zu erheblichen Anderungen der 
AnpreBkrafte fuhren. In vorteilhafter Weise ist auch eine ge- 
geniiber herkommlichen Atemmasken bessere Kompatibili- 
tiit zu den individuellen Gesichtsformen der jeweiligen Pa- 40 
tienten gegeben. 

Eine sowohl im Hinblick auf einen hohen Tragekomfort 
sowic auch unler fcrtigungstcchnischcn Gcsichtspunklcn 
vorteilhafte Ausfuhrungsform dcr Erfindung ist dadurch ge- 
geben, daB der Maskenbasiskorper aus einem elaslomeren 45 
Material gebildet ist. Im Hinblick auf eine hohe ph ysiologi- 
sche Vertraglichkeit sowie gute Sterilisierbarkeit sind der 
Maskenbasiskorper und das Stirnauflageelement vorzugs- 
weise aus einem Silikonmaterial gebildet. Auch die Dich- 
tungscinrichtung ist vorzugsweisc aus einem Siiikonmatc- 50 
rial gebildet. 

Eine besonders belastbare und im wesentlichen spaltfreie 
Koppelung von Maskenkorper und Dichlungseinrichtung ist 
gemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung dadurch gegeben, daB Maskenbasiskorper an die 55 
Dichtungseinrichtung angespritzt ist Altemativ dazu ist es 
auch moglich, die Dichtungseinrichtung an den Maskenba- 
siskorper anzuspritzen sofcrn das zur Bildung des Maskcn- 
korpcrs vcrwcndctc Material cine hinrcichcndc Tcmpcratur- 
besliindigkeil aufweist. 60 

Eine im Hinblick auf einen besonders hohen Tragekom- 
fort sowie im Hinblick auf eine hohe Dichtwirkung vorteil- 
hafte Ausfuhrungsform dcr Erfindung ist dadurch gegeben, 
daB ein Versteifungselement vorgesehen ist, das dem Mas- 
kenbasiskorper und/odcr dcr Dichtungseinrichtung cine vor- 65 
bestimmic Gcstali vcrleihL Dieses Versteifungselement ist 
vcrzugs weise aus einem unter Wiirmezufuhr vcrformbaren 
Material gebildet und tumult nach lirUaltcn auf Ruumtempe- 
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ratur die ihm verlichcne Gcstalt unter allcnfalls clastischcr 
Verfonnung weitgehend bei. 

Eine besonders individuelle Anpassung der Atcmmaske 
an die Kopfibrm des PaUenlcn wird gerniiB einer besonders 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung dadurch cr- 
reichu daB sich das Versteifungselement bis in das Stirnauf- 
lageelement hinein erstreckt. 

In dem Maskenbasiskorper und/odcr dem Stirnauflage- 
element ist vorzugsweise ein Aufnahmeabschnitt ausgebil- 
det, zur Aufnahme des Versteifungselementes. Dieser Auf- 
nahmeabschnitt kann durch eine komplementar zum Quer- 
schnitt des Versteifungselementes ausgehildete Ausnch- 
mung gebildet sein. Vorzugsweise ist das Versteifungsele- 
ment eng sitzend in dieser Ausnehmung aufgenommen, be- 
darfsweise cingcklcbt. 

An dem Stirnauflageelement ist vorzugsweisc eine Kop- 
pelungseinrichtung vorgesehen, zum AnschluB eines Mas- 
kenhaltebandes. 

Eine im Hinblick auf eine besonders gleichma'Bige Vertei- 
lung dcr Maskenhaltekrafte vorteilhafte Ausfuhrungsform 
der Erfindung ist dadurch gegeben, dafi die Dichtungsein- 
richtung cin Polsterorgan aufweist das von einem clastomc- 
ren Wandungsmaterial begrenzt ist. Das Polsterorgan er- 
streckt sich vorzugsweise in der Art eines Schlauchpoisters 
entlang des Maskenauflagebereiches. An dem Polsterorgan 
ist vorzugsweise eine einstiickig mil dem Polsterorgan aus- 
gebildete Dichtlippe vorgesehen die sich vom Maskenau- 
Bcnbercich einwarts erstreckt. 

Insbcsonderc die Kombination aus Schlauchpolstcr und 
intcgralcm Stirnauflageelement, ggf. mit Verstcifungscin- 
lage, fiihrt zu einer Atemmaske, die sich bei hoher DichUg- 
keit durch einen ausnehmend hohen Tragekomfort auszeich- 
net. 

Tm Hinblick auf eine besonders einfache Peinigungsmog- 
lichkeil ist vorzugsweise ein Inneniihergangsbereich zwi- 
schen der Dichtlippe und dem Polsterorgan gerundet ausge- 
bildet. 

Die Dichtungseinrichtung zur Abdichtung des Maskenba- 
siskorpers kann aliemativ zu dem beschriebenen Polsterkor- 
per auch ein aus einem gelartig ausgeharteten Elastomerma- 
terial gebildetes Organ aufweisen, wobei der Elastomerma- 
terial-Abschnitl vorzugsweise mit einer Haulschichl uberzo- 
gen ist die aus einem claslomcrcn Material gebildet ist. 
Hierdurch wird auf uberraschend wirkungsvolle Weise einer 
ungunstigen Bildung von Fallen vorgebeugt. Die Haut- 
schichl ist vorzugsweise aus einem hoher vemeizten Sili- 
konkautschukmaterial gebildet 

Die genannte Hautschicht kann auf fertigungstechnisch 
vorteilhafte Weise durch Auftrag einer diinnen Silikonmate- 
rialschicht auf einen entsprechenden Formraumabschnilt ei- 
nes Formwerkzcugcs gebildet werden, wobei spaier das gel- 
artig aushartende Silikonmaterial in den entsprechend vor- 
bereiteten, verbleibenden FormrdumabschniLt eingespritzt 
ist und hierbei eine innige Verbindung mil dem Hautab- 
schnill erreicht wird. 

Ggf. auch unabhangig von den vorangehend beschriebe- 
nen MaBnahmen ist eine gemaB einem wcileren Erfindungs- 
gedanken insbcsonderc unter fcrtigungstcchnischcn Gc- 
sichtspunktcn vorteilhafte Ausfuhrungsform dcr Atcm- 
maske mil einem Maskenbasiskorper der einen Maskenin- 
nenraum begrenzt, einem Ateingaszuleitungsabschnilt zur 
Zuleitung von Atemgas zu dem Maskeninnenraum, und ei- 
ner nachgiebigen Dichtungseinrichtung zur Ahdichrung des 
Maskenbasiskorpers dadurch gegeben, daB der Maskenba- 
siskorper aus eincrn thermoplastischcn Kunslsloffmatcria] 
gebildet und an die Dichlungseinrichtung angespritzt isL 

Weiterhin ist es in vorteilhaftcr Weise moglich. die Dich- 
tungseinrichtung derart auszubilden, daB diese ein sich ent- 
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lang cincs Maskcnauflagcbcrcichcs crstrcckcndcs Luftpol- 
sierelement umfaBt und daB eine Naht- oder Klebestelle des 
Luftpolsiereleinentes zuniindesi abschniltsweise von einem 
Aui'nahrncabschnilldes Maskenbasiskorpers uhergriffen isL 
Ein im Hinblick auf cincn hohcn Tragckomfort bcsonders 
vorteilhaftes Polsterelement wird insbesondere auch unab- 
bangig von den vorangehend bcschricbcncn MaBnahmen 
dadurch erreicht, daB die Dichtungseinrichtung ein Dichtl ip- 
peneiement aufweist das aus einem Silikonmaterial mit ho- 
hem Vernetzungsgrad gefertigt ist, und daB an dieses Dicht- 
lippenelement ein Polsierkorper angekoppelt ist, der aus ei- 
nem Silikonmaterial niedrigen Vernctzungsgrades gefenigt 
ist. Vorzugsweise isi der Polsierkorper zurnindest im Be- 
reich der Gesichtsauflageflache mit einer elastomeren Haut 
ubcrzogen. 

Insbesondere bei der Ausgestaltung des Polstcrclcmentes 
als Luftpoister wird gemiiB einer besonders bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung die DichLungseinrichiung 
durch ein aus einem elastomeren Material gebildetes 
Schlauch-Polster gebildcl wobci Wandungsabschnitle des 
Schlauchpolsters derart definiert dick- und diinnwandig aus- 
gebildet sind, daB in vorbestimmtcn Zoncn Gclenkzonen 
entstehen. 

Vorzugsweise ist bei dieser Ausfuhrungsform ein ein- 
warts gerichlel umlaufendes Dichtiippenelemenl einstiickig 
mil dem Polsierkorper ausgebildet. 

Unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten wird die 
cingangs angegebenen Aufgabe auch durch ein Vcrfahren 
zur Herstellung einer Atcmmaskc gclost, bei wclchem im 
Rahmcn eines ersten Silikoncinspritzvorgangcs Silikonma- 
terial in einen Fonnraumabschnill eingesprilzt wird der 
komplementar zu einer Masken-Dichtungseinrichtung aus- 
gebildet ist, wobei im Rahmen eines nachfolgenden Verfah- 
rensschrittes ein Maskenkorperseitiger Verbindungsbereich 
zunachst entformt und anschlieBend in einen komplementar 
zu einem Maskenkorper ausgcbildetcn Formraumabschnitt 
eingebracht wird, und erst anschlieBend ein Kunststoffmate- 
rial in den T zum Maskenkorper komplementaren Formraum 
eingesprilzt wird. 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung erge- 
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung mehrerer be- 
vorzugler Ausfiihrungsbeispiele in Verbindung mil der 
Zcichnung. Es zeigen: 

Fig. la: cine vcrcinfachte pcrspektivischc Ansicht einer 
Aleimnaske mit inlegriertem Slirnauflageelement; 

Fig. lb: eine vereinfachte Schnitlansicht durch eine be- 
vorzugte Ausfuhrungsform eines Luftpolsterbereiches, wie 
er beispielsweise bei der Atemmaske gem. Fig. la Anwen- 
dung finden kann, mit losbar angebrachtem Versteifungsrah- 
men; 

Fig. lc: cine vcrcinfachte Dciailansichl zur Erlautcrung 
eines Befestigungselementes zur Koppelung einer Kopf- 
bandanordnung mit der Atemmaske; 

Fig. Id: eine vereinfachte perspekuvische Ansicht zur Er- 
lauterung des Aufbaus eines Sumauflageelemenies, das in- 
tegral mit dem Maskenbasiskorper aus einem elastomeren 
Material gebildcl ist; 

Fig. lc: cine Skizzc zur Erlautcrung der Gcstalt der Mas- 
kcnpolsterung fur den Bcrcich des Nascnriickcns cincs Pa- 
lienten; 

Fig. 2: eine perspekuvische Ansicht eines Versleifungs- 
elementes fur eine Atemmaske, das sich bis in den Stirnauf- 
lagebereich hinein erstreckt; 

Fig. 3a: eine weitere Ausfuhrungsform eines Verstei- 
fungsclemcnlcs fur einen Maskenbasiskorper, das hier aus 
einem Drahtmatcrial mil im wescntlichcn krciszylindri- 
schem Qucrschnitt gefertigt ist; 

Fig. 3b: eine perspekuvische Detailansicht, durch den 
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Dichtlippcnbcreich eines Maskcnclcmcntcs im Bcrcich des 
Nasenruckens mil daran angebrtichLen; Versteifungselement 
im wesenilichen gem. Fig. 3a; 

Fig. 4: eine vereinfachte Schniiiansichl durch den Dichl- 
5 lippenhcrcich einer Alemmaske mit einem Gel-Polsterkor- 
per sowie einem unmittelbar benachbart angeordneten Ver- 
stcifungsclcmem; 

Fig. 5: cine vereinfachte Schnitlansicht durch einen 
Dichtlippenbereich mit angespritztem Maskenbasiskorper; 
10 Fig. 6: eine vereinfachte Schnittansicht zur Erlauterung 
eines Dichtlippenbereiches mit inlegriertem Schlauchpol- 
sier sowie maskenbasiskorperseilig ubergrirTener Nahl- 
stellc; 

Fig. 7: eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dicht- 

15 lippenstruktur mit einem an eine Hauptdichtlippc ange- 
spritztcn Gclkorper dessen dem Patientcn zugcwandtc Au- 
Benseite mil einer elastomeren Haulschicht iiberzogen ist; 

Fig. 8: eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dicht- 
iippenstruktur mit darin definierr ausgebildeten diinnwandi- 

20 gen Wandungszonen zur Bildung dcfinierier Gclenkzonen; 
Fig. 1 zeigt eine erste bevorzugte Ausfuhrungsform einer 
Atemmaske, die einen Maskenbasiskorper 1 mit einem inte- 
gral damit ausgebildeten Stimauflageelement 2 aufweist. 
Bei der dargestellten Ausfuhrungsform sind der Maskenba- 

25 siskorper 1 und das Slimaufiageelement 2 aus einem elasto- 
meren Material, insbesondere Silikonkautschuk gebildel. 
Der Maskenbasiskorper 1 ist durch ein umlaufendes Verstei- 
fungselemcnt 3 verstarkt. Bei der gczcigtcn Ausfuhrungs- 
form bestcht das Versteifungselcmcnt 3 aus einem Kunst- 

30 stoffmatcrial, das hinsichtlich seiner raumlichcn Gcstalt im 
erwarmten island individuell auf den Palienten abge- 
stimmt wurde. Das Versteifungseleinent 3 isl in einer hier 
nurandeutungsweise dargestellten umlaufenden Nut an dem 
Maskenbasiskorper 1 fixiert 

35 Der Maskenbasiskorper 1 weist weiterhin ein integral mil 
dicscm ausgcbildetes Dichtiippenelemenl 4 auf, das hier ein 
umlaufendes Schlauchpolster (vgl. Fig. lb) umfaBt. Das 
Dichtlippenelement 4 und der Maskenbasiskorper 1 sind 
eben falls integral ausgebildeL, so daB zwischen dem Dicht- 

40 lippenelemenl 4 und dem Maskenbasiskorper keine Spaltbe- 
reiche gebildet sind. 

In dem Maskenbasiskorper 1 sind weiterhin AuslaBoff- 
nungen 5, 6 gebildcl, iibcr wclchc permanent unter Ubcr- 
druck stehendes Gas aus dem Inncnbcreich der Maskc nach 

45 auBen hin entweichen kann. Die AuslaBblTnungen 5, 6 sind 
hier durch kleine, in den Maskenbasiskorper 1 eingeformle 
Schlitze gebildet. Bei der hier dargestellten Ausfuhrungs- 
form sind die Schlitze durch diinne, ebenfalls integral mil 
dem Maskenbasiskorper 1 gebildete Stege voneinander ge- 

50 trennl. Alternativ hierzu isl cs auch moglich, cine Blcndcn- 
slruktur, die einen dcfinicrlen Durchgangsqucrschnitl auf- 
weist, in eine entsprechende in dem Maskenbasiskorper 1 
gebildete AufnahmeofTnung einzusetzen, insbesondere los- 
bar einzuklipsen. Die Anordnung der AuslaBofinungen 5, 6 

55 isl bei der gezeigten Atemmaske derart getroffen, daB im In- 
neren der Atemmaske keine deutlich wahroehmbaren Lufr- 
slromungen scitens des Paticnlen auftrelcn. Der Durch- 
gangsqucrschnitl, der dem Stimauflageelement 2 benach- 
bartcn AuslaBoffnungcn 6 ist bei der gczcigtcn Ausfuh- 

60 rungsform groBer bemessen, als der Durchgangsquerschnitt 
der im Nasenspilzenbereich vorgesehenen AuslaBofinungen 
5. Das GroBenverhaltnis ist derart festgelegt, daB ca. 2/3 der 
aussrromenden Luft durch die dem Stirnbcreich henachbar- 
ten AuslaBdffhungen 6 und das verbleibende Drittel durch 

65 die vordercn AuslaBorTnungen 5 abstrbmL Hicrdurch wird 
ein oplimalcr Austausch der verbruuehten Atemluft bei ge- 
rincen Zuglufterscheinungen erreicht. 

Das Stimauflageeleiricnt 2 ist dcmri ausgubild^l, daB die- 
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glciche Gcstalt wic der urspriinglichc Maskcnkbrpcr crhalt. 
Durch die hier dargesiellle Ausfiihrungsform des Versiei- 
fungselememes 3 wird es moglich, insbesondere das Hohen- 
niveau des SLimaufiageelemenles und des Maskenbasiskbr- 
pers 1 cxakt aufcinander abzusiimmcn, so daB die entspre- 
chend individuell vorgeformte Atemmaske bereits vor Auf- 
setzen auf das Gesicht des Patienten cine wcitgehcnd desscn 
Gcsichtskontur cntsprcchende Gestalt aufweist. 

Aliemauv zu der in Fig. 2 beschriebenen Ausfuhrungs- 
form des rahmenartig ausgebildeten Versteifungselementes 
3 isl es auch moglich, dieses beispielsweise aus einem 
Drahimateria] zu fcnigen, wie in Fig. 3a vereinfachl ange- 
dcuteL Hierbei wird vorzugsweisc ein nicht korrodiercndcr 
Stahlwerkstoff verwendet, der uber entsprechende Biege- 
wcrkzcugc in die gewiinschte Form gebogen wird. Dieses 
durch cin Drahtbiigel gebildcte Verstcifungselement 3 kann 
dann, wie in Fig. 3b angedeuiet, mil dem Maskenbasiskbr- 
per 1 bzw. mil dessen Dichtungsstruktur gekoppell werden. 
Vorzugsweise weist der Maskenhasiskorper 1, bzw. die 
Dichtungsstruktur 8, 9 entsprechende Ausnehmungcn 11 
auf, in die das Vcrsteifungselement 3 eingefugt werden 
kann. Bci der hier in Fig. 3b andeutungsweise dargcsiclltcn 
Dichtungsstruktur ist lediglich der uber den Nasenriicken 
des Patienten gefuhrte Dichtungsstrukiurbereich dargestellt. 

In Fig. 4 isl eine weitere bevorzugie A us runnings form ei- 
ner DichiungssU-uklur fur eine Alemmaske dargestellt, die 
hier eine Gesichtsdichtlippe 9 aufweist, die zu einer auBerst 
diinncn Dichtiippcnspitzc s auslauft. Die Wandungsdickc 
der Gesichtsdichtlippe 9 nimmt zu cincm Wurzelbcrcich der 
Gesichtsdichtlippe hin allmahlich zu. An den AuBenbcrcich 
der Gesichtsdichtlippe 9 isl ein Polsterkorper 23 angeformi, 
der hier aus einem gelartig ausgehartelen Material - hier Si- 
likonkautschuk mil niedrigem Vernetzungsgrad - gebildet 
ist. Dieser Polsterkorper 23 stiitzt den Maskenhasiskorper 1 
gemeinsam mil der Dichllippe 9 auf dem Gesicht des Palien- 
ten ab. Bci der hier dargcstclJten Ausfuhrungsform ist der 
Maskenhasiskorper 1 separat von der Dichtungsstruktur 24 
ausgebildet. Die Dichtungsstruktur ist ahnlich wie bei den 
vorangehend beschriebenen Ausfiihrungsformen iiber ein 
Versleifungselement 3 bereils in eine der jeweiligen Ge- 
sichtskontur des Patienten entsprechende raumliche Gestalt 
vorgeforml. Es ist auch moglich, die hier gezeigte Dich- 
tungsstruktur 24 integral mil dem Maskenhasiskorper 1 aus- 
zubildcn. Der AuBcnbereich des Polstcrkorpcrs 23 ist nut ei- 
ner Haulschichl uberzogen, die ein Ankleben des Polsier- 
kbrpers 23 an der Gesichlsoberflache des Patienlen verhin- 
dert. Die Oherflache dieser Hautschicht weist. hier eine vor- 
besummte samtartige Mikrorauhigkeit auf. 

In Fig. 5 ist eine weitere Ausfuhrungsform einer Dich- 
tungsstruktur 24 fur cine Atemmaske dargestellt, die hier 
cbcnfalls cine vom AuBenbcrcich der Atemmaske sich im 
wesentlichen radial einwarts erstreckende diinn auslaufende 
Gesichtsdichtlippe 9 aufweist. Der Krummungsverlauf der 
Gesichtsdichtlippe 9 in der gezeigien Schniitebene (Ebene K 
in Fig. la) ist derail gewahlt, daB sich die Dichilippe ver- 
gleichsweise gut an das Profil des Patienten anpassen kann. 
Die Dichtungsstruktur 24 und der Maskenhasiskorper 1 sind 
hier aus unlcrschicdlichcn Wcrkstoffcn gcbildcl. So ist bci 
dem gezeigien Ausfuhrungsbcispicl die Dichtungsstruktur 
aus einem Silikonmaierial und der Maskenhasiskorper aus 
einem ihennoplastischen Kunsisiofimalerial gebildet. Der 
Maskenhasiskorper 1 ist in einem speziellen Formwerkzeug 
unrnitrclhar an die im Rahmen eines vorangegangenen Sili- 
konspritzschrittes gebildete Dichtlippensirukrur angespritzt, 
wodurch cine im wcsenUichcn unlosbarc und spaltfrcic Ver- 
bindung zwischen der Dichiungsstruktur 24 und dem Mas- 
kenbasiskcrper erreicht wird Bei der gezeigte n Ausfuh- 
rungsform isl im Bereich der Ubergangsstelle /.wischen der 
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Dichtungsstruktur 24 und dem Maskenhasiskorper cin um- 
laufender Stegbereich 25 vorgesehen, uber welchen die Fe- 
stigkeil der Verbindung zwischen Maskenhasiskorper und 
Dichiungssirukiur 24 noch weiler verbesserl wird. 
5 Das Vcrformungsvcrhallen der Dichtungsstruktur 24 wird 
durch eine definierte Geslaltung der Wanddicken der Ge- 
sichtsdichtlippe 9 sowie des sich daran anschlicBendcn, zum 
Maskenhasiskorper 1 fonsetzenden Wandungsabschniti 26 
derlnien beeinflufiL Weiterhin sind zahireicbe integral mil 
to der Dichtungsstruktur 24 ausgebildete Siege 27 vorgesehen, 
deren Lange und Wandslarke ebenfalls das Verfonnungsver- 
halten der Dichiungssirukiur 24 dcfiniert becinfiuBt. Ob- 
glcich bei der hierdargestcllien Ausfuhrungsform kein Vcr- 
steifungselement vorgesehen ist, ist es auch moglich, bei 
15 dieser Dichtungsvariantc mittels des Versteifungselementes 
eine noch individucllcre Anpassung an die Gcsichtskontur 
des Pauenten zu erreichen. 

Fig. 6 ist eine weitere bevorzugie Ausfuhrungsform einer 
Dichtungsstruktur 24 dargestellt, die hier ebenfalls einen 
20 Schlauchpolsterkbrper 8 und eine sich radial einwarts er- 
streckende Gesichtsdichtlippe 9 aufweist. Die Wandung so- 
wohl der Gesichtsdichtlippe 9 als auch des Schlauchpolstcr- 
korpers 8 ist hier derart definiert dick- bzw. diinnwandig 
ausgebildet, daB die Dichtungsstruktur eine im Hinblick auf 
25 eine besonders gleichmaBige Gesichlsflachenpressung vor- 
teilhafie Mechanik erhalL Durch die diinn wandigen Ab- 
schnitte der Dichtlippe 9 und des Schlauchpolsterkorpers 8 
kann sich die Dichtungsstruktur gleichmaBig an das Gesicht 
des Patienten anschmicgen. Der Schlauchpolsterkbrper 8 ist 
30 untcr Anwcndung cines Formkcrnes gebildet, der liber cine 
urspriinglich zwischen zwei Flankenabschnitlen 28, 29 ge- 
bildete Offnung eniforml wurde. Die beiden Flankenab- 
schnine 28, 29 sind miteinander verklebt. Um ein definierte 
Positionierung der beiden Flankenabschnitte 28, 29 zu ein- 
35 ander zu erhalten, sind hier entsprechende Profilierungen, 
beispielsweise cine Nut/Fcdcr-Profilierung 30 vorgesehen. 
Die zwischen den beiden Flankenabschnitten 28, 29 gebil- 
dete Fiigesielle 30 wird von einem Aufnahmerand 31 des 
Maskenbasiskbrpers 1 ubergrilfen und ist daniii von auBen 
40 nicht erkennbar und zudem, insbesondere wahrend der Aus- 
hartung eines Klebstoffmaterials wirkungsvoll geschiitzt. 

In Fig. 7 isl eine weitere bevorzugie Ausfuhrungsform ei- 
ner Dichtungsstruktur fur cine Atemmaske gczcigu die ahn- 
lich, wic die bereits in Verbindung nut Fig. 4 bcschricbcne 
45 Dichlungsstruklur eine zur Gesichtsfiache des Pauenten hin 
diinn auslaufende Gesichtsdichtlippe 9 aufweist. Diese Ge- 
sichtsdichtlippe 9 weist eine vergleichsweise hohe Tragfa- 
higkeit auf. Die der Gesichtsfiache des Patienten zuge- 
wandte AuBenseite der Gesichtsdichtlippe 9 ist zum uber- 
50 wicgenden Tcil mil cincm Polsterkorper 23 uberzogen, der 
aus cincm Elastomcrmatcrial mil niedrigem Vernetzungs- 
grad gebildet ist (Gelmaterial). Die AuBenseite dieses Pol- 
sterkbrpers 23 ist mil einer samlaru'g rauhen diinnen Haut- 
schicht 33 uberzogen. Diese diinne HauLschichi 33 isl gem. 
55 einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung aus einem Elastomermaterial, insbesondere ebenfalls 
Silikonmatcrial mit hbherem Vernetzungsgrad gebildet. 
Hicrdurch wird cs moglich, den Gclkbrpcr zu vcrformcn, 
ohnc, daB an desscn AuBenseite Krausclfaltcn auftrctcn. Der 
60 Querschnilt der Dichiungssirukiur 24 ist derart gewiihll, daB 
ein Teil der uber die diinne Haulschichl 33 in dem Polsier- 
kbrper 23 eingeleiteien AufstandskraTte sich unmittelbar in 
einen Wurzelheretch 24 der Gesichtsdichtlippe 9 von hier 
aus in den Maskenhasiskorper 1 iibertragt. Der Maskenba- 
65 siskbrper isl bci der hier dargcsiclltcn Ausfuhrungsform mil 
der Dichiungssirukiur 24 iiber cine Nut/Federsiruktur ver- 
klebt. Eine innere Fugungsstellc 34 zwischen dem Masken- 
basiskbrper 1 und der Dichiungssirukiur 24 isl durch eine an 
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die Dichtungsstruktur 24 angeformtc Nasc abgedichtct. 

In Fig. 8 isl eine weitere bevorzugtc Ausfuhrungsibnn ei- 
ner Dichtungsstruktur 24 dargesteilt, die hier ebenfaiis einen 
Schlauchpolslcrkorper 8 mil inicgral angefonnler Gesichls- 
dichllippe 9 aufweist. An dem Schlauchpolsicrkdrpcr 8 sind 5 
wenigstens zwei sich iiber den gesamten Umfang der Dich- 
tungsstruktur crstreckcndc dunnwandigc Abschnitte 36, 37 
vorgesehen, durch welche eine Kippzone gebildet wird, 
tiber welche die Gesichtsdichtiippe 9 tendenzieil zunachst 
mit ihrem Spitzenbereich f an die Gesichtsflache des Pauen- 10 
len gedrangt wird. Der iibrige Bereich des Schlauchpolster- 
korpers 8 isl vergleichswcise dickwandig ausgcbildet. Der 
Schlauchpolsicrkdrpcr 8 wird auch bci der hicr dargeslclltcn 
Ausfuhrungsform unter Verwendung eines Formkernele- 
mcnts hcrgestellt, das iibcr cine hicr andcutungsweise darge- 15 
stcllte Fugcstclie 38 cntformt wird. Im Bcreich der Fiigc- 
sielle 38 sind die enlsprechend benachbarten AbschnitLe 28, 
29 iniieinander verklebL Eine definierte Posilionierung der 
beiden Abschnitte 28, 29 wird auch hier, wie bereits in Ver- 
bindung mit Fig. 6 beschricben, durch eine cnlsprcchcnde 20 
Profilicrung erreicht. 

Der Schlauchpolstcrkorpcr 8, bzw. die gesamtc Dich- 
tungsstruklur 24 isl hier aus einem extrem weichen Silikon- 
kautschukmaterial gebildet, das sich unter vergleichsweise 
geringen Verformungskrafien an die GesichLskonlur des Pa- 25 
tienten hochelasiisch anpaBl. Die hohe Dichtwirkung dieser 
Dichtungsstruktur wird dadurch erreicht, daB iiber den hier 
vcrwirklichtcn Gelcnkmechanismus iiber die Gesichtsaufla- 
gckrafte erreicht wird, daB der Spitzenbereich s der Ge- 
sichtsdichtiippe 9 sich durchgangig an die Gcsichsobcrfla- 30 
che des Patienten anschmiegt. Der Maskenbasiskorper 1 ist 
bei der dargeslellten Ausfuhrungsform iiber eine entspre- 
chende Falzverbindungsstelle 40 mit der Dichtungsstruktur 
24 verklebt. Ggf. kann auch eine rollbalgartige Nachgiebig- 
keit der Dichtungsstruktur realisiert werden. 35 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 9a bis 9c wird nachfol- 
gend der Herstellungsvorgang einer Atenimaske beschrie- 
ben, die eine aus einem Elastomermaterial gebildete Dich- 
tungsstruktur mit einem Luftpolster sowie einen aus einem 
thermoplastischen KunstsiofTTnaterial gebildeten Masken- 40 
basiskorper aufweist. 

Wie in Fig. 9a dargeslellt, wind hierzu zunachst eine 
Formwcrkzcuganordnung gcschafTcn, die zur Durchfuhrung 
cines crstcn Hcrstcllungsschrittcs ausschlicBlich den zur 
Bildung der Dichtungsstruktur 24 erforderlichen Fonnraum 45 
begrenzt. Diese Werkzeuganordnung umfaBt hierbei ein Un- 
tergesenk I, einen Masken kem II, ein Formobergesenk III 
und einen Luftpolsterkem IV. 

In den derart begrenzten Fonnraum wird ein Silikonmate- 
rial eingespritzt. Nachdcm dieses Silikonmatcrial unter Bil- 50 
dung der Dichtungsstruktur 24 ausgchartct ist, wird das 
Formoberwerkzeug 3 abgenommen. 

Die Dichtungsstruktur verbleibt weiterhin in dem unteren 
Formwerkzeug. Auch die beiden Formkeme II und IV wer- 
den nichl aus der Dichtungsstruktur 24 enlfemt, wie dies in 55 
Fig. 9b dargesteilt ist. 

Wie in Fig. 9c dargesteilt, wird nunmehr ein weitcrcs 
Formoberwerkzeug V auf die Anordnung nach Fig. 9b auf- 
gesctzt. Das Formoberwerkzeug V begrenzt gemcinsam mit 
dem Formkern II und einem Teil der vorab gebildeten Dich- 60 
lungssiruktur einen zur Bildung des Maskenbasiskorpers 
vorgesehenen Formraum. In diesen Formraum wird nun- 
mehr ebenfaiis ein Kunststoffmaterial, insbesondere ein 
thcrmoplastisches Kunststoffrnatcrial eingespritzt das mit 
der Dichtungsstruktur 24 cine innigc Vcrbindung cingchl. 65 

Nuch Erhiirtcn dieses KunsLsloffmalcrialcs wird das 
Formoberwerkzeug V abgenommen. Nunmehr kann die 
Dichtungsstruktur 24 mit dum angespritztcn Maskenbasis- 
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korpcr 1 aus dem Untcrgesenk I cntnommen werden. 

Die Entfonnung des Luftpolsterkernes und des Formker- 
nes II erfolgt manuell ggf. unter Zuhilfenahme von Druck- 
lufL Die hohe EigenelasiiziUit der Dich tun gsslruktur 24 er- 
lauhi auch bci dem hier vorhandencn groBcn Hintcrschnitt 
eine einfache Entformung. 

Bci der hier gezeigtcn Ausfuhrungsform wird zunachst 
der Formkcm II und erst dann der Luftpolstcrformkcrn IV 
entformt. Hierbei erhalt man die in Fig. 9e dargesteilte 
Maske. Der hier noch offene, umiaufende Entformungsspalt 
S kann nunmehr unter Zuhilfenahme eines Klebemittels ge- 
schlossen werden. 

Patentanspriiche 

1. Atemmaskc mit: 

- einem Maskenbasiskorper der einen Maskenin- 
nenraum begrenzt, 

- einem Atemgaszuleitungsabschnin zur Zulei- 
tung von Alemgas zu dem Maskcninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichtungscinrichtung zur 
Abdichtung des Maskcnbasiskorpers 

dadurch gekennzeichnet, daB der Maskenbasiskorper 
mit einem integral ausgebildeten Surnauflageelement 
versehen ist. 

2. Atemmaske nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Maskenbasiskorper aus einem elasto- 
mcrcn Material gebildet ist. 

3. Atemmaske nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Maskenbasiskorper und das 
SlirnauHageelemenl aus einem Siiikoninaterial gebil- 
det sind. 

4. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Dichtungsein- 
richtung aus einem Silikonmaterial gebildet ist. 

5. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Maskenbasis- 
korper an die Dichtungseinrichtung angespritzt ist 

6. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Dichtungsein- 
richtung an den Maskenbasiskorper angespritzt ist. 

7. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB ein Vcrstcifungs- 
clcmcnt vorgesehen ist, das dem Maskenbasiskorper 
und/oder der Dichtungseinrichtung eine vorbesuimnte 
Gestalt verleihL 

8. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Versteifungs- 
element aus einem unter Warmezufuhr verformbaren 
Material gebildet ist und bci Erkaltcn auf Raumtcmpc- 
ratur die iin vcrlichcne Gestalt wcilgchcnd bcibchalt. 

9. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sich das Vers lei - 
fungselement bis in das Stimauflageelement hinein er- 
sireckL 

10. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Masken- 
basiskorper und/odcr dem Stimauflageelement cin 
Aufnahmcabschnitt ausgcbildct isl, zur Aufnahmc des 
Versleifungselementes. 

11. Atemiiiaske nach wenigsten einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Stimauflage- 
element mit einer Koppelungseinrichtung versehen isu 
zum AnschluB eines Maskenhaltebandes. 

12. Atemmaske nach wenigsten einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Dichtungsein- 
richtung ein PoLsterorgan aufweist das aus einem ela- 
stomeren Wundungsmaierial begren/.t ist. 
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scs gro3flachig und untcr glcichmaSigcr FHichcnprcssung 
auf dcin Siimbereich des Paiienten aufiiegt. Das Srimaufla- 
geelcmeni 2 isl mil Halieorganen 7 versehen, an welchen ein 
enlsprechendcr KoppclungsabschniU einer Maskenhalle- 
rung, insbesondere einer Kopfbandanordnung odcr Halle- 5 
Mutze anbringbar isL Eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
dicscr Haltcorganc 7 ist in Fig. lc dargestcllt. Der Masken- 
basiskorper 1 ist derart ausgebildei, daB der Ubergangsbc- 
reich zwischen dein Maskenbasiskorper und dem Dichtlip- 
penelement einen im wesentlichen der Gesichtsform des Pa- 10 
lienien folgenden Hbhenverlauf aufweisl. Insbesondere ist 
der Maskenbasiskorper im Bcreich des Nasenriickcns des 
Paticnlcn derart eingezogen ausgebildet, daB das Dichtlip- 
penelement - wie in Fig. le angedeutet - sattelartig iiber den 
Nasenriicken des Paiienten gcfiihrt werden kann. 15 

Das Dichtiippenelement 4 weist gem. einer bevorzugtcn 
Ausfiihrungsfonn der Erfindung einen Querschnilt auf, der 
im wesentlichen der Darsiellung gem. Fig. lb entsprichl. 
Das hier dargestellte Dichtiippenelement 4 umfaBt einen 
Schlauchpolsierkorpcr 8 und cine hier integral mit dem 20 
Schlauchkorper 8 ausgebildctc Gcsichtsdichtlippe 9. Die 
Gesichtsdichtlippe 9 weist hier im Bereich der Koppclungs- 
stelle mit dem Schlauchpolsterkorper 8 eine vergleichsweise 
groBe Dicke t auf und verjungt sich zunehmend zu einem 
Spilzenbereich s hin. In einem zwischen dem Polsterkorper 25 
8 und dem Wurze I bereich der GesichLsdichQippe 9 gebilde- 
ten Obergangsbereich ist bier eine Rundung 10 ausgebildet, 
wodurch sich dieser zwischen der Gesichtsdichtlippe 9 und 
dem Schlauchpolsterkorper 8 gcbildcte Zwischenbcrcich 
vcrbesscrt reinigen laBt. 30 

Der Schlauchpolsterkorper 8 ist im Bereich der auBensei- 
ligen Schlauchwandung 8a dickwandiger ausgebildei, ais im 
Bereich der maskeninnenseitigen Schlauchwandung 8b. Der 
Uhergang zwischen der Gesichtslippe 9 und der auBenseiti- 
gen Schlauchpolsterwandung 8a ist derail gewelll, daB der 35 
raumliche Vcrlauf der Gesichtslippe 9 sowie des Schlauch- 
polsterkorpers 8 deutlich durch das Versteifungselement 3 
beeinfluBt werden kann. Das Versteifungselement 3 weist 
hier einen im wesentlichen rechtecklorrnigen Querschnitt 
auf und ist in einer Ausnehmung 11 aufgenommen, die un- 40 
mittelbar dem Schlauchpolsterkorper 8 benachbart angeord- 
net ist. Bei der hier dargestellten Ausfuhrungsform sind der 
Schlauchpolsterkorper 8 und der sich daran anschlicBcndc 
Maskenbasiskorper 1 integral aus cin und dcmsclbcn Elasto- 
mennalerial ausgebildet. Die Ausnehmung 11 isl uber einen 45 
Schlitzbereich 12 zur AuBenseile der Atemmaske oflen, so 
daB das Versteifungselement 3 bedarfsweise von dem Mas- 
kenbasiskorper 1 entfemt werden kann. Die Gesichtsdicht- 
bppe 9 und der Schlauchpolsterkorper 8 sind derart ange- 
ordncl, daB die Andruckkraft der Gesichtsdichtlippe 9 durch 50 
den Schlauchpolsterkorper 8 noch wcitcr vcrstarkl wird, 
wenn der Maskenbasiskorper 1 mit einer vorbestimmten 
AnpreBkrafl gegen das Gesichl des Paiienten gedrangt wird. 

Diese vorbeslimmte AnpreBkrafl wird vorzugsweise uber 
eine Kopfbandanordnung erzeugt, die wenigsiens ein urn 55 
den Ilinterkopfbereich eines Paiienten herumgefiihrtes 
Gurtband aufwcisl. Dieses Gurlband kann uber enlsprc- 
chende Endstiickc, b/.w. Koppclungsorganc auf cinfachc 
Wcisc mit der Atemmaske uber die bcrcits genannten Haltc- 
organe 7 gekoppelt werden. Diese Halteorgane 7 konnen - 60 
wie in Fig. lc dargesielli - integral mil dem Maskenbasis- 
korper 1, bzw. mitdessen Stimauflageelement 2, ausgebildei 
sein. Im vorliegenden Falle weisen die Halteorgane einen 
Schaftabschnitt 13 und einen daran angeformten Kugelkopf- 
abschnitt 14 auf. Der Durchmcsscr des Kopfabschnittcs 14 65 
isi groBer als der Durchmesser des Schaftabschniltes 13. 
Deraruge Halteorgane sind vorzugsweise an mehreren Stel- 
len der Atemmaske 1, insbesondere auch im vorderen lie- 
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rcich des Maskcnbasiskcrpers 1 - wic ann.edcutct - angc- 
ordnel. 

Wie aus Fig. Id hervorgehu isl bei der dargestellten 
Atemmaske das Slimaunageelement 2 derart langgeslreekl 
ausgebildei, daB sich cine glcichmuBigc Vcrtcilung der Auf- 
lagekrafte ergibt. Das Stimauflageelement 2 ist uber einen 
Halsabschnitt mit dem Maskenbasiskorper 1 gekoppelt. Der 
Maskenbasiskorper 1, der Halsabschnitt 15 und das Stim- 
auflageelement 2 sind hier einstiickig ausgebildet. Durch 
den Halsabschnitt 15 hindurch erstreckt sich ein Ateingas- 
kanal 16, der bis in einen - ebenfalls mit dem Stimauflage- 
element 2 ausgebildcten AnschluBabschnitt 17 miindct. Der 
Innendurchmesser des AnschluBabschnittes 17 ist derart 
ausgebildet, daB eine entsprechende AnschluBstruktur eines 
Atcmgasschlauches unmittclbar in den AnschluBabschnitt 
17 eingesteckt werden kann. Im Bcreich des AnschluBab- 
schnittes 17 sind auch die vorangehend bereils unter Bezug- 
nahme auf Fig. la erlauterten AuslaBoffnungen 6 vorgese- 
hen, uber welche ein vorbestimmter Gasstrom nach auBen 
entweichen kann. Das Stimauflageelement 2 weist bei der 
dargestellten Ausfuhrungsform zwei Flugelabschnitte 18 
auf, durch welche das Stimauflageelement 2 noch weiter 
versteift wird, und zudem die iiber die Halteorgane 7 einge- 
leiteten Zugkrafte gleichmaBig ubertragen werden. Auch die 
Flugelabschnitte 18 sind bei der dargeslellien Ausfuhrungs- 
form einstiickig mil dem Maskenbasiskorper, dem Halsab- 
schnitt 15 und dem Stimauflageelement 2 aus einem Elasto- 
mermaterial gebildct. Durch entsprechende Querschnittsge- 
staltung der Flugelabschnitte kann das Vcrformungsvcrhal- 
tcn des Stirnauflagcelemcntcs gcziclt beeinfluBt werden. 

In Fig. le isl lediglich andeulungsweise dargesielli, wie 
der Schlauchpolsterkorper 8 satielarlig dem Gesichtsprofil 
des Paiienten folgend iiber den Nasenriicken herumgefuhrt 
ist. Der AnpreRdruck des Schlauchpolsterk6rpers 8 im Be- 
reich des Nasenriicken s kann auf vorteilhafie Weise durch 
das Versteifungselement 3 beeinfluBt werden, indem die hier 
andeutungs weise skizzierte Nasenriicken weite n durch das 
Versteifungselement 3 definiert festgelegt wird. Hierdurch 
wird vermieden, daB der Nasenriickenbereich des Paiienten 
iiber den Schlauchpolsterkorper 8 in unangenehmer Weise 
zu stark zusammengedruckt wird. Durch die Kombination 
von Schlauchkorper 8 und Versteifungselement 3 wird es 
auf vorteilhafie Wcisc moglich, einen besonders hohen Tra- 
gckomfort sowie cine none Dichtigkeit der Maskc zu crrci- 
chen, da der Schlauchpolsterkorper 8 vor Auflage auf der 
Gesichtsflache des Paiienten bereils in eine weilgehend der 
Gesichtskontur des Patient en entsprechende Gestalt auf- 
weist. Die Kombination von Versteifungskorper 3 und 
Schlauchpolsterkorper 8 kann auch unabhangig von der in- 
tcgralcn Ausbildung von Maskenbasiskorper 1 und Stimauf- 
lageelement 2 Anwcndung finden. 

In Fig. 2 ist eine bevorzugte Ausfuhrungsform des Ver- 
sleifungselemenles 3 dargestellt, das hier sowohl einen der 
Gesichlskontur des PaUenten im Bereich der Nase angepaB- 
ten, bzw. anpaBbaren Abschnilt 19 sowie einen an die Stim- 
kontur des Paiienten angepaBten Abschnitt 20 aufweist. 

Die beiden Abschnitle 19, 20 sind iiber Schenkcl 21. 22 
milcinandcr gekoppelt. Das Versteifungselement 3 ist hier 
aus einem uhcrmovcrformbarcn Kunsistoffmatcrial gebildct, 
das gemeinsam mil einem entsprechenden Maskenbasiskor- 
per mit iniegralem Slirnauflageelemenl an den PaUenien an- 
gepaBi wird. Nach Erkalten des entsprechenden Kunstsroff- 
materials behalt das Versteifungselement 3 die ihm indivi- 
dual gegebene Form dauerhaft bei. Das Versteifungsele- 
ment 3 kann bedarfsweise von dem Maskenbasiskorper 1 
und dem Slirnauflageelemenl 2 (vgl. hicrzu Fig. la) entfemt 
werden und in einen neuen enisprechenden Maskenbasis- 
korper eingesetzt werden, so daH dieser im wesentlichen die 
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13. Atcinmaskc nach wcnigstcn cincm dcr Anspriichc 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnei, daB das Polsterorgan 
sich in der Art eines Schlauchpolsters entlang des Mas- 
kenauflagcbcreiches erslreckl. 

14. Aicmmaskc nach wcnigsien cinem dcr Anspriichc 5 
1 bis 3, dadurch gekennzeich.net, dafi cine einstiickig 
mit dem Polstcrorgan ausgcbildcte Dichllippc vorgcse- 
hen ist die sich vom MaskcnauBcnbcrcich cin warts cr- 
sireckt. 

15. Ateinmaske nach wenigsien einem der Anspriiche 10 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnei, daB ein Innenuber- 
gangsbcrcich zwischen der Dichtlippe und dem Pol- 
sicrorgan gcrundei ausgebildet isl. 

16. Atemmaske mit: 

- cincm Maskenbasiskorpcr dcr cinen Mas kenin- is 
nenraum begrenzt, 

- einem Alemgaszuleitungsabschnitt zur Zulei- 
lung von Alemgas zu dein Maskeninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichrungseinrichrung zur 
Abdichlung des Maskenbasiskorpcrs 20 

wobei die Dichtungseinrichtung ein aus einem gelartig 
ausgcharteten Elastomcrmatcriai gebildctcn Abschnitt 
aufweist, dadurch gekennzeichnei, daB der Elastomer- 
material- Abschnitt mit einer Hautschicht uberzogen ist 
die aus einem elaslomeren Material gebildet isl. 25 

17. Atemmaske Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
nei, daB die Hautschicht aus einem hoher vernetzren Si- 
likonkautschukmatcrial, insbesondcre durch cinen 
Tauchvorgang gebildet ist. 

18. Atemmaske nach Anspruch 16 odcr 17, dadurch 30 
gekennzeichnei, daB die Hauischichl durch Aufirag ei- 
ner dunnen Silikonmaterialschicht auf einen enLspre- 
chenden Form raumabschn ill eines Formwerkzeuges 
gebildet ist, und daB das gelartig aushartende Silikon- 
nialerial in den entsprechend vorbereileten Formraum- 35 
abschnitt cingespritzt ist. 

19. Atemmaske mit: 

- einem Maskenbasiskorpcr der einen Maskenin- 
nenraum begrenzL, 

- einem Aleingaszuleilungsabschnitt zur Zulei- 40 
lung von Atemgas zu dem Maskeninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichtungseinrichtung zur 
Abdichlung des Maskenbasiskorpcrs 

dadurch gckcnnzeichnct, daB dcr Maskenbasiskorpcr 
aus einem Ihermoplaslischen Kunsistoffmalerial gebil- 45 
det und an die Dichlungseinrichlung angesprilzl ist. 

20. Atemmaske mit: 

- einem Maskenbasiskorpcr der einen Maskenin- 
nenraum begrenzt, 

- cincm Alcnigaszuleilungsabschnitt zur Zulci- 50 
Lung von Alemgas zu dem Maskeninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichtungseinrichtung zur 
AbdichLung des Maskenbasiskorpers 

dadurch gekennzeichnei, daB die Dichlungseinrichlung 
ein sich enLlang eines Maskenauflagebereiches ersirek- 55 
kendes Luftpolsterelement umfafit und daB eine Naht- 
odcr Klebestcllc des Luftpolslcrclcmcnlcs zumindest 
abschnitiswcisc von cincm Aufnahmcabschnitl des 
Maskenbasiskorpcrs ubcrgriffen ist. 

21. Alemmaske mit: 60 

einem Maskenbasiskorpcr der einen Maskenin- 
nenraum begrenzt, 

- einem Aiemgaszuleitungsabschnitr zur Zulei- 
tung von Atemgas zu dem Maskeninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichtungseinrichtung zur 65 
Abdichlung des Maskenbasiskorpcrs 

dadurch gekennzeichnei, daB die Dichtungseinrichtung 
ein Dichllippenclemeni aufweist das aus einent Sili- 



konmatcrial mit hohem Vemctzungsgrad gefenigt ist, 
und daB an dieses Dichtlippenelemeni ein Polsierkor- 
per angekoppelt isu der aus einem SilikonmaLerial 
niedrigen Vemetzungsgradcs gefertigl isL. 
22. Alemmaske nach Anspruch 21 dadurch gekenn- 
zeichnei, daB der Polsterkbrper zumindest im Bereich 
dcr Gesichtsauflagcflachc mit einer elastomercn Haul 
uberzogen ist. 

22. Atemmaske mit: 

- einem Maskenbasiskorpcr der einen Maskenin- 
nenraum begrenzi, 

- einem Aiemgaszuleitungsabschniti zur Zulei- 
tung von Alemgas zu dem Maskeninnenraum, und 

- einer nachgiebigen Dichtungseinrichtung zur 
Abdichtung des Maskenbasiskorpcrs 

dadurch gekcnnzcichnct, daB die Dichtungseinrichtung 
ein aus einem elaslomeren Material gebildetes 
Schlauch-Polsierelemenl aufweisl und daB Wandungs- 
abschnitte des Schlauchpolsters derart definien dick- 
und diinnwandig ausgebildet sind, daB definicne Gc- 
lenkzonen entstehen. 

23. Atemmaske nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein einwarts gerichtet umlaufendes 
Dichtlippenelement einstiickig mit dem Poisterkorper 
ausgebildet isu 

24. Verfahren zur Herstellung einer Alemmaske bei 
welchem im Rahmen eines ersten Silikoneinspritzvor- 
ganges Silikonmatcrial in cinen Formraumabschnilt 
cingespritzt wird dcr Komplcmcntar zu einer Maskcn- 
Dichtungscinrichtung ausgebildet ist, daB im Rahmen 
eines nachfolgenden Verfahrensschrilles ein masken- 
korpersei tiger Verbindungsbereich zuniichsl enifbrmt 
und anschlieBend in einen komplementar zu einem 
Maskenkorper ausgebildeten Formraumabschnilt ein- 
gebrachl wird, und daB anschlieBend ein Kunslstoflma- 
tcrial in den, zum Maskenkorper komplcmcntarcn 
Formraum eingespritzt wird. 
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